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【はじめに】層状ペロブスカイト型遷移金属酸化物である酸化ニッケルランタン (Lan+1NinO3n+1)
は，Ruddlesden Popper構造をとりユニットセル内の八面体層の数によって構造と物性が変化する．
例えば，Fig.1(a)に示す n=2の La3Ni2O7(Ni: 4+)は酸素欠損導入により金属-絶縁体相転移を示す一
方，Fig.1(b)に示す La3Ni2O6(Ni: 3+)は NiO2平面四角形を層内に形成し絶縁体となる[1]．La-Ni-O
系薄膜は Niイオンの価数，結晶相および結晶性制御により電子構造の変調や新規電子機能の発現
を期待できる．これまで MOCVD法による La-Ni-O系薄膜の結晶相と導電性制御が行われている
が，固相結晶成長過程での Niイオンの価数，結晶相制御，導電性制御に関する報告はまだ少ない
[2]．一方で，我々は先行研究において，一軸加圧下熱処理による VOX薄膜の相選択的なエピタキ

シャル結晶化と可逆的な相変化に成功しており[3]，La-Ni-O 系薄膜でも結晶相制御と導電性の制
御が期待できる．本研究では，Niイオンの化学状態と結晶相，結晶性制御による導電性の制御を
目的とし，La-Ni-O系薄膜の一軸加圧下熱処理が結晶相と導電性に及ぼす影響を検討した.  
【実験と結果】まず，KrFエキシマレーザー（波長 248 nm，パルス幅 20 ns）と La3Ni2O7（99.9 %）
焼結体ターゲットを用いた PLD法により，α-Al2O3（0001）基板上に前駆体となる非晶質 La3Ni2O7−δ

薄膜を作製した．作製条件は酸素圧を 10 Pa，基板温度を室温，レーザー強度を~2.0 J/cm2とした．

次に，得られた非晶質 La3Ni2O7−δ薄膜を大気中 600˚C-1200˚C の加熱温度で固相結晶化を行った．
続いて，結晶化薄膜を Fig.2に示すように，10 MPa-40 MPaの面直圧力を印加しながら，保持時間
を 3時間，加熱温度 400˚C−600˚Cの条件で一軸加圧下熱処理を行い，結晶相や結晶性など構造お
よび導電性に及ぼす影響を検討した．その結果，Fig.3(a)に示す薄膜堆積直後の RHEED パターン
は halo像を示し非晶質 La-Ni-O系薄膜が作製できたことがわかった．続いて，得られた非晶質薄
膜を加熱温度 800˚C，保持時間を 3時間の条件で大気中熱処理を行った後の ex-situによる RHEED
観察結果では，Fig3(b)のように ring像を示し結晶性 La-Ni-O 系薄膜が作製できたことが明らかに
なった．本講演では，層状 La-Ni-O系薄膜の固相結晶化条件と XRD測定による薄膜構造の詳細な
解析結果，一軸加圧熱処理が結晶化層状 La-Ni-O 系薄膜の結晶相および結晶性と導電性に及ぼす
影響と熱処理条件についても報告する． 
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Fig.1 Layered crystal structure of nickelates,  
(a) La3Ni2O7 and (b) La3Ni2O6, for example. 

Fig.2 Schematic arrangement of post-annealing 
under uniaxial compression. 

Fig.3 RHEED patterns of (a) as-deposited 
thin film and (b) thin film post-annealed in 
the air at 800˚C . 
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